
장 입 물 혼 합장 입 물 혼 합

건 조건 조

1차 Na 환원처리1차 Na 환원처리

H2O, 산(酸)세정H2O, 산(酸)세정

건조 / 체질(Screening)건조 / 체질(Screening)

분말군집화열처리분말군집화열처리

파쇄 (Crushing)파쇄 (Crushing)

자 성 처 리자 성 처 리

2차 Mg 환원처리2차 Mg 환원처리

산세정, 액중 자성처리산세정, 액중 자성처리

건 조건 조

탄탈륨분말탄탈륨분말

원료물질 : K2TaF7

반응염 : NaCl, KCl, KF등
환원제 : Na

700oC ~ 900oC, 1x10-3torr

1200oC ~ 1500oC, 5x10-5torr

자성체 이물질 제거 : Cr, Fe등 제거

900oC ~ 1000oC, 1x10-3torr

미소불순물 제거
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